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【緒言】Arのマイクロ波放電フローによるテトラメチルシラン（Si(CH3)4, TMS）の分解反応を用

いると、水素化されたアモルファス炭化ケイ素（a-SiCx:H）膜が得られる。TMSの代わりにヘキ

サメチルジシラン（Si2(CH3)6, HMD）を用いることでも同様に a-SiCx:H膜が得られるが、これま

での研究では HMDのプラズマ分解反応は十分に調べられていなかった。そこで本研究では高分

解能発光スペクトルに基づいて HMD の分解過程を検討した。 

 

【実験】Fig. 1に実験装置の概略を示す。真空チャンバー内を 0.5 mTorr以下に排気した後、放電

管上流より P2O5を通して脱水した Arガスを 0.1 Torrの圧力でチャンバーに導入し、マイクロ波

（2.45 GHz, 100 W）によって Arの放電フローを発生させた。

同様に脱水したHMDをノズルを介して放電フロー中に導入し

た。HMD の解離励起反応により生じた発光を石英窓を通して

2枚の凸レンズで分光器に導入し、発光スペクトルを測定した。 

 

【結果】Ar, Si(4s-3p)の原子線およびSiH(A-X), CH(A-X), C2(d-a)

の発光スペクトルが観測された。C2(d-a)遷移について、R 枝の

回転線の帰属を行ったものを Fig. 2に示す。今後はラングミュ

アプローブ測定により電子密度と電子温度を求め、発光分

光測定の結果と比較し、HMD の分解過程の検討を行う。 

Fig. 2  C2(d-a) emission spectrum. 

 

 

P2O5 

P2O5 

Ar 

HMD 

MW 

hν 

Fig. 1 The microwave-plasma CDV apparatus. 
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